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摘要(译)

本发明公开了一种阵列基板及其制造方法、显示装置，涉及显示领域，
可降低阵列基板与彩膜基板对位偏差对透过率的影响，避免对位偏差导
致的漏光。本发明所述阵列基板，包括：基板，形成于基板上的多个像
素和分隔像素的黑矩阵；对应黑矩阵所在区域，基板上设置有栅极、栅
绝缘层、半导体层、源电极和漏电极；像素的对应区域设置有用于产生
电场以驱动液晶的第一电极和第二电极，第二电极设置在第一电极的上
方，还包括：图案化的色阻层，所述色阻层设置在栅绝缘层与第二电极
所在层之间，并且分布在像素的对应区域。本发明用于改进显示装置，
可提高显示装置的透过率。
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